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FIG. 1G

(57) Abstract: The present invention concerns a method for
transferring blocks (9) from a donor substrate (1) onto a receiver
substrate (20), comprising the following steps: - arranging a mask
(2) facing a free surface (3) of the donor substrate, the mask (2)
having one or more openings (4) exposing the free surface (3) of
the donor substrate, distributed according to a determined pattern
(10), so as to form at least one exposed region of the free sur-
face of the donor substrate, and at least one region (5) covered by
the mask, - forming, by ion implantation through the mask (2), a
plane of weakness (7) located in the donor substrate (1) vertically
in line with at least one exposed region, the plane of weakness (7)
delimiting, in the thickness of the donor substrate, a respective
surface region (8), - forming a block (9) in relief with respect to
the free surface (3) of the donor substrate located vertically in line
with each respective plane of weakness (7), the block comprising
the respective surface region (8), - bonding the donor substrate
(1) onto the receiver substrate (20) by means of each block (9)
located at the bonding interface, after having removed the mask
(2), - detaching the donor substrate (1) along each plane of weak-
ness (7) located in order to transfer each respective block (9) onto
the receiver substrate (20).

(57) Abrégé : La présente invention concerne un procédé de
transfert de pavés (9) d'un substrat donneur (1) sur un substrat
receveur (20), comprenant les étapes suivantes : - disposer un
masque (2) en regard d'une surface libre (3) du substrat donneur,
le masque (2) présentant une ou plusieurs ouvertures (4) exposant
la surface libre (3) du substrat donneur, réparties selon un motif
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déterminé, de sorte a former au moins une région exposée de la surface libre du substrat donneur, et au moins une région recouverte

(5) par le masque, - former par implantation ionique au travers du masque (2) un plan de fragilisation (7) localisé dans le substrat
donneur (1) a l'aplomb d'au moins une région exposée, ledit plan de fragilisation (7) délimitant, dans I'épaisseur du substrat donneur,
une région superficielle (8) respective, - former un pavé (9) en relief par rapport a la surface libre (3) du substrat donneur localisé a
l'aplomb de chaque plan de fragilisation (7) respectif, ledit pavé comprenant la région superficielle (8) respective, - coller le substrat
donneur (1) sur le substrat receveur (20) par l'intermédiaire de chaque pavé (9) situé a l'interface de collage, apres avoir retiré le masque
(2), - détacher le substrat donneur (1) le long de chaque plan de fragilisation (7) localisé afin de transférer chaque pavé (9) respectif
sur le substrat receveur (20).



